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Forschungsziel

*Aufklarung der Mechanismen zur Spaltgangigkeit
von Plasmaverfahren anhand von
systematischen Untersuchungen prototypischer

Falle zur Feinreinigung

» Ablelitung von Aussagen zum Beitrag von | - )
einzelnen Wirkkomponenten der Plasmen ngderdruc -Plasmareaktoren (13.56 MHz bzw. 2.45 GHz) an
beiden Forschungsstellen

Wirtschaftliche Bedeutung fur KMU's

* Erweilterung des Nutzerkreises: Anlagenhersteller,
Lohnanbieter, Endanwender von Oberflachen-
technologien (Aktivierung- und Beschichtung)

* Vereinfachte Verfahrensoptimierung fuhrt zu Kosten-
reduktion flur Prozessentwicklung

Untersuchung der Reinigungswirkung mithilfe von modularen
3D-Substraten zur Simulation prototypischer Falle

) Verlass"chere Vorhergagen erlau_ben begrundete (Seitenwande tiefer Spalte (links) bzw. Bohrlocher (rechts)
Entscheidung zur Einsatzbarkeit durch Einspannen von Probesubstraten in variierender Tiefe
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* Systematische Parameterstudien zur plasmagestutzten o {%_ f %
Reinigung In sauerstoffhaltigen Gasmischungen und unterschled‘h@ B 3eaktortyp n/Anregt

» Materialabtrag innerhalb der Spalte durch chemische Oberflachenreakti ert o 0 do % b 7o 3 it

» Signifikante Verbesserung der Spaltgangigkeit durch p
3\/ a1 der P t Sgb t tp Jangly Oruck Tiefenabhangigkeit der Abtragsrate (exponentieller Abfall, links) -

a er Parameter (Substratvorpannung, Druck, Abhangigkeit der aus dem Exponentialmodell berechneten

Leistung, Lage) Atzrate vom Druck und der Spalttiefe (rechts)

« Semiempirisches Exponential-Modell fur die Tiefen-
abhangigkeit der Atzrate
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Umsetzung der Ergebnisse

* Ubertragbarkeit der Resultate auf reale Bautelle de- Reinigung von Realbauteilen: Tintenleiter aus ABS (links) —
monstriert (Reinigung von Tintenleitern) Zunehmende Benetzung durch Fullhaltertinte in
- Anwender-Leitfaden zur Prozess-Optimierung erstellt plasmabehandelten Tintenleitern (rechts)

Unternehmen und Organisationen des Projektbegleitenden Ausschusses:
Starnberger Funktions-Beschichtungen, plasma finish GmbH, Sentech Instruments GmbH,

Otto Klobe & Sohn GmbH, ICS GmbH




